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Nbを用 い た マ イ クロ ブ リッジ型
SQUID素子の作成法 とその応用





素子の作成は先ず・・㎜ 角の石難 樵 ト ー1・m・ 一 一1(・)
研究室 で自作 した直:流バイアススパッタ装置
む
を用いて約300Aの 厚 さに瓦'bを成膜 しま
す。
次にこの膜 にホ トレジス トと陽極酸化法 を
用いて加工 します。 ホ トレジス トはAZ1350
で標準の使用法 に基づいてい・ます。加 工手順
.は先ずホ トレジス トを塗布(約6000且)後,
簡単な露光装置 を使 って図 一1㈲ の形状にNb
膜 を露 出させます。 この装 置は研究室 にあっ
た部品を集 めて自作 したもので光源 には超高
圧水銀燈 を使用 して訟 り,マ スクか ら試料 面
への縮尺は約0.6です。次に図 一2の 様 に陽
極酸化法に よりNbの 露出 した部分 を酸化物
に変 え(透 明 になる)・ます。電解 液は3%ホ
ウ酸溶液を使 い,Nb膜 を陽極に して一定電
流 を供給 し,こ れ が流 れな くなるまでの時間
を測 ると与えた電荷量 が解 ります。又N'bの
露出 した面積 も測れ・ますので ファラデーの電
気分解 の法則か らNb膜 の厚さが算出で きて
以後 の加工に役立 ちます。その次は2回 目のむ
ホ トレジス トの塗布(約2000A)後,図
一1(b)の様 なDayemBridgeと 呼ばれて





図 一1メ ガ ネ 型rfSQU工D素 子
←
ホ ウ酸溶 液
図一2陽 極 酸 化 法 に よ る
素 子 の加 工
一11一
いので露光装置 としては手持 ちの金属顕微鏡 を図 一3の 様な構造 に改造 した ものを用いて澄 り,×40
の対物 レンズを使 うと縮尺が約 亥2に な ります。光源 は10Wの 白熱電球 です。次は実体顕微鏡 で観測
しなが ら露光した部分にホウ酸 を一滴 た らします。 これに太さ'25μの金電極 をさし込 み,パ ルス電圧
で陽極酸化 します。3)パルス幅は アンダーカッ トを防 ぐために5・0!nsecとし,電圧は膜厚 が300且
であれば50Vを 印加 します。 これで一応外見上SQU工D素 子がで き上 ったわけですが,こ の一ままで





























陽 極 酸 イヒ電:圧(V)




方法 を採用 してN(ます。 この方法 は先ず3回 目のホ トレジス トを塗布(約2,000A)し た後,2回 目
のエ程で用いた装置 の対物 レンズを×100にして(縮 尺は約 シfloになる),図 一1⑥ の様 な幅が0.5μ
む
のス リッ ト状に露光 します。そ して1回 目の工程 で膜厚 が解 り,又Nbの 場合1V当 り約8Aの 膜厚 を
酸化 できます ので この事か ら判 る全膜厚分 を酸化 で きる電圧よ り少し低い値 で時 間幅が50mseeの'く
ルス電圧を前述の2回 目の工程 と同 じ要領で印加 します。 次に4.2K:で臨 界電流 を測 り,こ れが望ま し
い値 よ りまだ大 きければ さらにパルス電圧を大 き くして印加す るとい う手続 きで必要な臨 界電流 の値 に
します。 図一4に 陽極酸化電圧 と臨界電流 との関係の一 例を示 してい'ます。
以上 メガネ型薄膜素子 の作成方法 について述 べましたが,こ の薄膜素子 は自身のインダクタンスが比
較的大 きいために入 力磁 束にょる出力が大 きくとれないのが欠点 とされています・そ'こでこれ を改善 す
るための一つの方法 を以下 に述 べます。図一5に 今 まで と少 し違 つた見方 か らSQ,UID素子 周辺 の等
価回路 を示 しています。 この図は損失抵抗 ρを もつLエ,Cか ら成 る共振回路 にインダクタンスがLの
SQU工D素 子 をN個 結 合させた状態 を示 しています。発振器 か ら周波数 ∫の一定電流1dを 供給 した
場合,LTの 両端 の電圧VTは 全SQU工D素 子で消費され るエネル ギ 一ーva等価 な損失抵抗 ρ'の値 によ















W:SQU工Dリ ン グ の
Nヒ ス テ リ・シ ス 損 失
Q=p/2πfLT
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並 列SQUエD数 に よ る





































































































並 列 素 子 数N
並 列SQU工D数 に よ る
△1Tと 雑 音 の 変 化
5)応物学会に発表の予定




l昭 和54年鹸 ・剤供給状況(…2～)中 の各表に・;
1「 供給量:単位はリットル」l
ll
lが,索 引 中(P.18上 か ら7行 目)に,1
;「 超伝導高分子(鋤 。 工学部 金 藤 敬 一 留一・・」l
lカ ・ それぞれ矯 してい麟 醐 びして・追加証 いたし餓l
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